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摘要(译)

一种用于有机发光显示装置的像素图案化和像素位置检查的方法，包
括：在基板上使用第一掩模形成与第一像素图案和第一像素定位图案相
对应的第一颜色的薄膜层。 检查第一像素的位置； 将第一掩模从与形成
第一颜色的薄膜层相关的位置偏移确定的间距； 使移位后的第一掩模相
对于基板对准； 使用移位的第一掩模在基板上形成与第一像素图案和另
一第一像素定位图案相对应的第二颜色的薄膜层，以检查第二像素的位
置。
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